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1. はじめに 

硬質アモルファス炭素膜であるダイヤモン

ドライクカーボン（Diamond-like carbon: DLC）

膜は，優れた機械的特性を有することから，耐

摩耗ハードコーティング材などに使われてい

る。より低コストで幅広い応用のために，DLC

の高速成膜技術が望まれている。 

本研究では，Ar プラズマによる炭素源ガス

の分解効率を上げるために，炭素源ガスを Ar

プラズマジェットの中心軸から供給するプラ

ズマジェット源を開発し，作製した DLC 膜の

分析を行った。 

2. 実験方法 

Fig. 1 に作製した同軸ガス供給プラズマジ

ェット源の概略構成図を示す。プラズマジェッ

ト源中心から炭素源となる C2H2中性ガスを供

給し，C2H2 ガス噴出口周囲からは，アーク放

電により生成された Arプラズマがジェット状

に噴出する。DLC成膜条件は，入力電力を 300 

W，周波数を 30 kHz，パルス幅を 2 μs，ガス流

量を Ar:C2H2=250:125 sccmとし，プロセス圧力

は 30Paであった。成膜時間は 1 minとした。 

3. 結果と考察 

作製した DLC 膜の写真と膜厚分布を Fig. 2

に示す。膜写真中心の空白部は，膜厚測定のた

めのマスクを除去した痕である。DLC 膜は著

しい膜厚分布を持ち，最も成膜速度が速いエリ

アにおいて，成膜速度はおよそ 130 nm/minで

あった。著しい成膜速度の向上は得られていな

が，Ar プラズマジェット中心軸から炭素源ガ

スを供給することで，炭素源ガスが分解され，

DLC膜の形成が可能であることを確認した。 
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Fig. 1. Schematic diagram of plasma jet source. 
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Fig. 2. Photograph of a DLC film and 

distribution of the film thickness. 

第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2021 オンライン開催)19a-P02-9 

© 2021年 応用物理学会 07-093 8


